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１．概要（Summary） 

伸縮可能な皮膚貼り付け型のシート上に MEMS デバ

イスを作製する研究が行われているが，この時，シート上

の金属配線はシートの曲げ変形や伸縮変形により断裂

することがある．そこで金属ナノ粒子の電界トラップ

を用いることで自己修復する機能を持たせる研究が

行われている[1]．この金属配線の修復機能を測定する

ために，ナノ・ライフ創新研究機構の電子ビーム蒸着装置

を使用し，人工的なギャップを有する金属配線を作製した．

その後様々な条件のもと，自己修復機能の測定を行い，

金属ナノ粒子を用いることで十分な自己修復機能を有す

ることを確かめた．  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】電子ビーム蒸着装置 

【実験方法】 

ナノ・ライフ創新研究機構にて，ガラス基板に金の蒸着

をした．ガラス基板上に金との密着性を高めるために，ク

ロムを蒸着し，その上に金を蒸着した．このとき，真空度 5

×10-4 Pa で，クロムは蒸着レート 0.1 nm/s にて 10 nm

蒸着し，金は蒸着レート0.3 nm/sにて500 nm蒸着した． 

その後，Fig. 1 に示されるような人工的なギャップを有

した試験用の金属配線を作製した．金，クロムをエッチン

グし，距離 10 µmの人工的なギャップを有する幅 25 µm

の平面電極を作製した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した試験用の金属配線に電圧を印加すると，金属

ナノ粒子を分散した溶液内に設置された金属配線が自己

修復していることが確かめられた． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献：[1] T. Koshi, Y. Nakajima, and E. Iwase, 

“Voltage and current conditions for nanoparticle chain 

formation using dielectrophoresis,” Micro Nano Lett, 

2017. 

共同研究：[1] 鈴木千里，遠藤貴範（古河機械金属） 
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６．関連特許（Patent） 

なし． 

 

Fig. 1 Flat gold wire with artificial gap 


